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スパッタイオンポンプの開発

希土類マグネット

アノードセルの直径

排気速度特性

放電強度特性

圧力低減コースで測定した排気速度

圧力上昇コースで測定した排気速度

イオン電流特性

磁束密度

ノーブル型ポンプ

Ａｒ排気速度特性

飽和Ａｒ排気速度

積算排気量

超高真空ゲージとマススペクトロメータ

ＢＡゲージ

ェクストラクタゲージ

マススベクトロメータ

ヌード型エクストラクタゲージ

Ｘ線限界

電子的脱離

トリウム酸化物

ゲージの校正

感度

電離断面積



スパッタイオンポンプ

ペニング型電離真空ゲージ

希土類磁石

４重極子スベクトロメータ

校正

クラッキングパターン

フラグメントイオン

一価と二価のイオン

特性スペクトル

フィラメントの温度上昇

振動の少ない超高真空油拡散ポンプと関連機器の開発

コールドキャップ付き水冷バッフルの開発

Polyphenylether

Edwards 社のＤＰポンプスタック

軟鋼パイプ（肉厚３ｍｍ）のポンプ容器

コールドキャップ付きシェブロンバッフル

Santovac-5 (Polyphenylether)

DPI － DP2 直列系

入力電圧を可変したときの残留ガススベクトル

液体窒素冷却トラップの開発

液体窒素保持時間

磁気ベアリングターボ分子ポンプ

スイッチオーバー排気時に耐性を示す，ダイナミックな排気系

ダイナミックな排気系

カスケード接続ＤＰ排気系

最大定常ガス負荷

臨界背圧

スイッチオーバー圧力

スロー高真空排気

小口径のバイパス弁

チャンバー空間のガス負荷

チャンバー壁面からのガス放出負荷

拡散ポンプの最大流量容量
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